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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　親水性支持体上に、下記（ｉ）から（ｖ）を含有する光重合性感光層を有する感光性平
版印刷版。
　（ｉ）３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素
　（ii）ヘキサアリールビスイミダゾール化合物
　（iii）エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物
　（iv）バインダーポリマー
　（ｖ）式（１）で表されるメルカプト化合物
【化１】

　式（１）中、Ｒ1は、水素原子、炭素数１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキ
ル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環
を有する基を示し、Ｘは、酸素原子、硫黄原子、または、－Ｎ－Ｒ2を示し、Ｒ2は炭素数
１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有する
アルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環を有する基を示す。
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【請求項２】
　該バインダーポリマーが、少なくとも下記式（Ｂ１）～（Ｂ３）で示される３種の構造
単位を有することを特徴とした請求項１に記載の感光性平版印刷版。
【化２】

　式（Ｂ１）～（Ｂ３）において、Ｒa1、Ｒa2及びＲa3は、各々独立に、水素原子又は炭
素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ１）において、Ｘは－ＣＯＯＨ、－ＣＯ－Ｗ1－Ｌ1－ＣＯＯＨ及び－ＳＯ3Ｈか
ら選ばれる官能基を示し、Ｗ1は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ1は２価の
有機基を示す。
　式（Ｂ２）において、Ｙは－ＣＯ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2基又は－ＣＯ－Ｗ2－Ｌ2－
Ｏ－ＣＯ－ＣＲ0＝ＣＨ2基を示す。Ｗ2は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ2

は２価の有機基を示し、Ｒ0は水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ３）において、Ｗ3は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｒ4aは、炭
素数１～１８のアルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基又は炭素数６
～２０の芳香環を有する基を示す。
【請求項３】
　前記（iv）バインダーポリマーと（iii）エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合
性化合物の混合比が、エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物（ｇ）/バイ
ンダーポリマー（ｇ）≦１．０であることを特徴とした、請求項１または２記載の感光性
平版印刷版。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は感光性平版印刷版に関し、特にレーザー光による描画に適し、スクリーン線数
２００線以上の高精細ＡＭスクリーン印刷やＦＭスクリーン印刷に適した感光性平版印刷
版に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、平版印刷版としては、親水性表面を有する支持体上に感光性樹脂層を設けた構成
を有し、その製版方法として、通常は、リスフィルムを介して面露光（マスク露光）した
後、非画像部を現像液により除去することにより所望の印刷版を得ていた。しかし近年の
デジタル化技術により、レーザー光のような指向性の高い光をデジタル化された画像情報
にしたがって版面に走査することで、リスフィルムを介することなく直接版面に露光処理
を行うコンピュータートゥプレート（ＣＴＰ）技術が開発され、またこれに適応した感光
性平版印刷版が開発されている。
　このようなレーザー光による露光に適した感光性平版印刷版として、重合性感光層を用
いた感光性平版印刷版を挙げることができる。重合性感光層は光重合開始剤または重合開
始系(以下、単に開始剤または開始系ともいう)を選択することで、他の従来の感光層に比
べ高感度化が容易であるためである。
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【０００３】
　しかしながら、上記のような感光性平版印刷版はレーザー光で描画するため、画像の端
部がレーザー光のエネルギー分布の形状に依存し、露光量不足にともなう重合不十分な領
域が形成されてしまう。そのため、画像端部のシャープネスが損なわれ、解像度の低下を
招いていた。また、このような重合不十分な画像端部は、現像処理工程における現像液の
アルカリ濃度や現像ブラシの状態により除去不良が生じ、製版された印刷版の網点面積の
面内ばらつきが大きくなっていた。
　さらに、このような印刷版は支持体として、親水性を確保するために、電解処理やブラ
シ処理などにより表面に凹凸を形成した支持体を使用するため、レーザ露光時の反射光の
散乱によりさらに画像品質、シャープネスが損なわれ、シャドウ部の再現性が大きく低下
する。
【０００４】
　一方で、近年、上記ＣＴＰ技術に於いて高精細ＡＭスクリーン印刷やＦＭスクリーン印
刷の要求が高まってきており、平版印刷原版の解像度が重要な性能となってきた。
【０００５】
　ＦＭ（Frequency Moduration）スクリーンとは、２０ミクロン程度の微小な網点を、ス
クリーン角度や線数に関係なく、ランダムに配置し、単位面積あたりの網点密度で濃度諧
調を表現するものである。このＦＭスクリーン印刷物の特徴としては、干渉モアレやロゼ
ッタパターンが発生しない、５０％近傍の中間調部でのトーンジャンプが発生しない、網
点が小さい為、網点同士の重なりが少なくなり、再現される色が鮮やかに見えるなどがあ
る。
【０００６】
　ＦＭスクリーンに対して、ある角度をなして規則的に網点を配列し、単位面積辺りの網
点の大きさで濃度諧調を表現するものをＡＭ（Amplitude Moduration）スクリーンという
。日本におけるＡＭスクリーンの線数は１インチあたり１７５線である。これに対して、
一般的に２００線以上のスクリーン線数を使用するものが高精細といわれている。
【０００７】
　高精細印刷物の特徴としては、モアレやロゼッタパターンの減少、画像の質感の向上、
実存感および細部の再現性向上等がある。
【０００８】
　しかしながら、先の重合性感光層を用いた平版印刷原版のようなシャドウ部の再現性が
低下するような感光性材料は、ＦＭスクリーンや高精細ＡＭスクリーン印刷に適した印刷
版を提供する為には、極めて微小な網点の再現が出来ず、使用することが難しかった。
【０００９】
　特許文献１（特開２００３－４３７０３号公報）には、支持体上に、側鎖にスルホン酸
基を持つ構成単位を有する高分子化合物を含有する中間層を設け、その上に重合性感光層
を設けた感光性平版印刷版が開示されているが、高精細ＡＭスクリーン印刷やＦＭスクリ
ーン印刷に適した版材としてはまだ十分なものではなく、特にＦＭスクリーンでの平網の
ムラが激しく、ＦＭスクリーンを使用することが困難であった。
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－４３７０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　高精細ＡＭスクリーン印刷やＦＭスクリーン印刷に適し、特にＦＭスクリーンでの平網
のムラの問題を解消した感光性平版印刷版を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、下記構成により前記目的を達成することに成功した
。
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　即ち、本発明は以下の通りである。
【００１３】
（１）　親水性支持体上に、下記（ｉ）から（ｖ）を含有する光重合性感光層を有する感
光性平版印刷版。
　（ｉ）３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素
　（ii）ヘキサアリールビスイミダゾール化合物
　（iii）エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物
　（ｉｖ）バインダーポリマー
　（ｖ）式（１）で表されるメルカプト化合物
【００１４】
【化１】

【００１５】
　式（１）中、Ｒ1は、水素原子、炭素数１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキ
ル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環
を有する基を示し、Ｘは、酸素原子、硫黄原子、または、－Ｎ－Ｒ2を示し、Ｒ2は炭素数
１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有する
アルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環を有する基を示す。
【００１６】
（２）該バインダーポリマーが、少なくとも下記式（Ｂ１）～（Ｂ３）で示される３種の
構造単位を有することを特徴とした上記（１）に記載の感光性平版印刷版。
【００１７】
【化２】

【００１８】
　式（Ｂ１）～（Ｂ３）において、Ｒa1、Ｒa2及びＲa3は、各々独立に、水素原子又は炭
素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ１）において、Ｘは－ＣＯＯＨ、－ＣＯ－Ｗ1－Ｌ1－ＣＯＯＨ及び－ＳＯ3Ｈか
ら選ばれる官能基を示し、Ｗ1は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ1は２価の
有機基を示す。
　式（Ｂ２）において、Ｙは－ＣＯ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2基又は－ＣＯ－Ｗ2－Ｌ2－
Ｏ－ＣＯ－ＣＲ0＝ＣＨ2基を示す。Ｗ2は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ2

は２価の有機基を示し、Ｒ0は水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ３）において、Ｗ3は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｒ4aは、炭
素数１～１８のアルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基又は炭素数６
～２０の芳香環を有する基を示す。
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（３）　前記（iv）バインダーポリマーと（iii）エチレン性不飽和二重結合を有する付
加重合性化合物の混合比が、エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物（ｇ）
/バインダーポリマー（ｇ）≦１．０であることを特徴とした、上記（１）または（２）
に記載の感光性平版印刷版。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、レーザー光による描画に適し、スクリーン線数２００線以上の高精細
ＡＭスクリーン印刷やＦＭスクリーン印刷、特にＦＭスクリーンを使用した中間調の平網
ムラの均一性が良好かつセーフライト安定性がきわめて良好なネガ型感光性平版印刷版が
提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
［感光性平版印刷版］
　本発明で使用する、３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に分光感度を有する感光性平版
印刷版（平版印刷版原版）について、その構成を順次説明する。
【００２２】
　〔光重合性感光層〕
　本発明の感光性平版印刷版は、下記（ｉ）から（ｖ）の成分を含有し、少なくとも３６
０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に分光感度を有する光重合性感光層（以降、単に感光層と
もいう）を有する。
　（ｉ）３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素
　（ii）ヘキサアリールビスイミダゾール化合物
　（iii）エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物
　（ｉｖ）バインダーポリマー
　（ｖ）式（１）で表されるメルカプト化合物
【００２３】
【化３】

【００２４】
　式（１）中、Ｒ1は、水素原子、炭素数１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキ
ル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環
を有する基を示し、Ｘは、酸素原子、硫黄原子、または、－Ｎ－Ｒ2を示し、Ｒ2は炭素数
１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有する
アルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環を有する基を示す。
【００２５】
〔増感色素〕
　本発明で使用される光重合型感光性平版印刷版に用いられる増感色素は３６０ｎｍから
４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素である。この様な増感色素としては、例え
ば、下記一般式（２）に示されるメロシアニン色素類、下記一般式（３）で示されるベン
ゾピラン類、クマリン類、下記一般式（４）で表される芳香族ケトン類、下記一般式（５
）で表されるアントラセン類、等を挙げることができる。
【００２６】
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【００２７】
（式中、Ａは、－Ｓ－、もしくは、－Ｎ(Ｒ6)－を表し、Ｒ6は一価の非金属原子団を表し
、Ｙは隣接するＡおよび、隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子
団を表し、Ｘ1、Ｘ2はそれぞれ独立に、一価の非金属原子団を表し、Ｘ1、Ｘ2は互いに結
合して色素の酸性核を形成してもよい。）
【００２８】

【化５】

【００２９】
（式中、＝Ｚは、カルボニル基、チオカルボニル基、イミノ基または上記部分構造式（ａ
）で表されるアルキリデン基を表し、Ｘ1、Ｘ2は一般式（２）と同義であり、Ｒ7～Ｒ12

はそれぞれ独立に一価の非金属原子団を表す。）
【００３０】

【化６】

【００３１】
（式中Ａｒ3は、置換基を有していてもよい芳香族基またはヘテロ芳香族基を表し、Ｒ13

は一価の非金属原子団を表す。より好ましいＲ13は、芳香族基またはヘテロ芳香族基であ
って、Ａｒ3とＲ13が互いに結合して環を形成してもよい。）
【００３２】
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【化７】

【００３３】
（式中、Ｘ3、Ｘ4、Ｒ14～Ｒ21はそれぞれ独立に、１価の非金属原子団を表し、より好ま
しいＸ3、Ｘ4はハメットの置換基定数が負の電子供与性基である。）
【００３４】
　一般式（２）から（５）における、Ｘ1からＸ4、Ｒ6からＲ21で表される一価の非金属
原子団の好ましい例としては、水素原子、アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プ
ロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デ
シル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、
エイコシル基、イソプロピル基、イソブチル基、ｓ－ブチル基、ｔ－ブチル基、イソペン
チル基、ネオペンチル基、１－メチルブチル基、イソヘキシル基、２－エチルヘキシル基
、２－メチルヘキシル基、シクロヘキシル基、シクロペンチル基、２－ノルボルニル基、
クロロメチル基、ブロモメチル基、２－クロロエチル基、トリフルオロメチル基、メトキ
シメチル基、メトキシエトキシエチル基、アリルオキシメチル基、フェノキシメチル基、
メチルチオメチル基、トリルチオメチル基、エチルアミノエチル基、ジエチルアミノプロ
ピル基、モルホリノプロピル基、アセチルオキシメチル基、ベンゾイルオキシメチル基、
Ｎ－シクロヘキシルカルバモイルオキシエチル基、Ｎ－フェニルカルバモイルオキシエチ
ル基、アセチルアミノエチル基、Ｎ－メチルベンゾイルアミノプロピル基、２－オキソエ
チル基、２－オキソプロピル基、カルボキシプロピル基、メトキシカルボニルエチル基、
アリルオキシカルボニルブチル基、クロロフェノキシカルボニルメチル基、カルバモイル
メチル基、Ｎ－メチルカルバモイルエチル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルカルバモイルメチル基
、Ｎ－（メトキシフェニル）カルバモイルエチル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（スルホフェニル
）カルバモイルメチル基、スルホブチル基、スルホナトブチル基、スルファモイルブチル
基、Ｎ－エチルスルファモイルメチル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイルプロピル基
、Ｎ－トリルスルファモイルプロピル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（ホスフォノフェニル）スル
ファモイルオクチル基、ホスフォノブチル基、ホスフォナトヘキシル基、ジエチルホスフ
ォノブチル基、ジフェニルホスフォノプロピル基、メチルホスフォノブチル基、メチルホ
スフォナトブチル基、トリルホスフォノヘキシル基、トリルホスフォナトヘキシル基、ホ
スフォノオキシプロピル基、ホスフォナトオキシブチル基、ベンジル基、フェネチル基、
α－メチルベンジル基、１－メチル－１－フェニルエチル基、ｐ－メチルベンジル基、シ
ンナミル基、アリル基、１－プロペニルメチル基、２－ブテニル基、２－メチルアリル基
、２－メチルプロペニルメチル基、２－プロピニル基、２－ブチニル基、３－ブチニル基
等）、アリール基（例えば、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、トリル基、キシリ
ル基、メシチル基、クメニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、クロロメチルフ
ェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、フェノキ
シフェニル基、アセトキシフェニル基、ベンゾイロキシフェニル基、メチルチオフェニル
基、フェニルチオフェニル基、メチルアミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基、ア
セチルアミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカルボニルフェニル基、エト
キシフェニルカルボニル基、フェノキシカルボニルフェニル基、Ｎ－フェニルカルバモイ
ルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、スルホフェニル基、スルホナトフェニル
基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基等）、ヘテロアリール基（例えば、
チオフェン、チアスレン、フラン、ピラン、イソベンゾフラン、クロメン、キサンテン、



(8) JP 4411226 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

フェノキサジン、ピロール、ピラゾール、イソチアゾール、イソオキサゾール、ピラジン
、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソインドリジン、インドイール、インダゾ
ール、プリン、キノリジン、イソキノリン、フタラジン、ナフチリジン、キナゾリン、シ
ノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フェナンスリン、アクリジン、ペリミ
ジン、フェナンスロリン、フタラジン、フェナルザジン、フェノキサジン、フラザン、フ
ェノキサジン等）、アルケニル基（例えばビニル基、１－プロペニル基、１－ブテニル基
、シンナミル基、２－クロロ－１－エテニル基、等）、アルキニル基（例えば、エチニル
基、１－プロピニル基、１－ブチニル基、トリメチルシリルエチニル基等）、ハロゲン原
子（－Ｆ、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、
メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキルジチオ基、アリールジチオ基
、アミノ基、Ｎ－アルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、Ｎ－アリールアミノ
基、Ｎ，Ｎ－ジアリールアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールアミノ基、アシルオキシ
基、カルバモイルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ－アリールカルバモ
イルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバモ
イルオキシ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ
基、アリールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ基、Ｎ－アルキルアシルアミノ
基、Ｎ－アリールアシルアミノ基、ウレイド基、Ｎ′－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′
－ジアルキルウレイド基、Ｎ′－アリールウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリールウレイド
基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリールウレイド基、Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ－アリー
ルウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ－アリー
ルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアル
キル－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′－アリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アリ
ール－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ
′，Ｎ′－ジアリール－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ
－アルキルウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ－アリールウレイド基、ア
ルコキシカルボニルアミノ基、アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－ア
ルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ
－アリール－Ｎ－アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－Ｎ－アリーロキシカル
ボニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ア
リーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジア
ルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバモイル
基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル基、アルキルスルフィニル基、アリールス
ルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基（－ＳＯ3Ｈ）
およびその共役塩基基（以下、スルホナト基と称す）、アルコキシスルホニル基、アリー
ロキシスルホニル基、スルフィナモイル基、Ｎ－アルキルスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ－
ジアルキルスルフィナモイル基、Ｎ－アリールスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリール
スルフィナモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルフィナモイル基、スルファモイル
基、Ｎ－アルキルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基、Ｎ－アリー
ルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルファモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリー
ルスルファモイル基、ホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ2）およびその共役塩基基（以下、ホスフ
ォナト基と称す）、ジアルキルホスフォノ基（－ＰＯ3(alkyl)2）、ジアリールホスフォ
ノ基（－ＰＯ3(aryl)2）、アルキルアリールホスフォノ基（－ＰＯ3(alkyl)(aryl)）、モ
ノアルキルホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役塩基基（以後、アルキルホ
スフォナト基と称す）、モノアリールホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ(aryl)）およびその共役
塩基基（以後、アリールホスフォナト基と称す）、ホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ2）
およびその共役塩基基（以後、ホスフォナトオキシ基と称す）、ジアルキルホスフォノオ
キシ基（－ＯＰＯ3(alkyl)2）、ジアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(aryl)2）、
アルキルアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(alkyl)(aryl)）、モノアルキルホスフ
ォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役塩基基（以後、アルキルホスフォナ
トオキシ基と称す）、モノアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ(aryl)）およびそ



(9) JP 4411226 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

の共役塩基基（以後、アリールフォスホナトオキシ基と称す）、シアノ基、ニトロ基、等
が挙げられ、以上の置換基のうち、水素原子、アルキル基、アリール基、ハロゲン原子、
アルコキシ基、アシル基が特に好ましい。
【００３５】
　一般式（２）に於けるＹが隣接するＡおよび、隣接炭素原子と共同して形成する色素の
塩基性核としては、５、６、７員の含窒素複素環、あるいは含硫黄複素環が挙げられ、好
ましくは５、６員の複素環がよい。
【００３６】
　含窒素複素環の例としては例えば、L.G.Brooker et al., J. Am. Chem. Soc.,　73, 53
26-5358(1951).および参考文献に記載されるメロシアニン色素類における塩基性核を構成
するものとして知られるものをいずれも好適に用いることができる。具体例としては、チ
アゾール類（例えば、チアゾール、４－メチルチアゾール、４ーフェニルチアゾール、５
－メチルチアゾール、５－フェニルチアゾール、４，５－ジメチルチアゾール、４，５－
ジフェニルチアゾール、４，５－ジ（ｐ－メトキシフェニルチアゾール）、４－（２－チ
エニル）チアゾール、等）、ベンゾチアゾール類（例えば、ベンゾチアゾール、４－クロ
ロベンゾチアゾール、５－クロロベンゾチアゾール、６－クロロベンゾチアゾール、７－
クロロベンゾチアゾール、４－メチルベンゾチアゾール、５－メチルベンゾチアゾール、
６－メチルベンゾチアゾール、５－ブロモベンゾチアゾール、４－フェニルベンゾチアゾ
ール、５－フェニルベンゾチアゾール、４－メトキシベンゾチアゾール、５－メトキシベ
ンゾチアゾール、６－メトキシベンゾチアゾール、５－ヨードベンゾチアゾール、６－ヨ
ードベンゾチアゾール、４－エトキシベンゾチアゾール、５－エトキシベンゾチアゾール
、テトラヒドロベンゾチアゾール、５，６－ジメトキシベンゾチアゾール、５，６－ジオ
キシメチレンベンゾチアゾール、５－ヒドロキシベンゾチアゾール、６－ヒドロキシベン
ゾチアゾール、６ージメチルアミノベンゾチアゾール、５－エトキシカルボニルベンゾチ
アゾール等）、ナフトチアゾール類（例えば、ナフト［１，２］チアゾール、ナフト［２
，１］チアゾール、５－メトキシナフト［２，１］チアゾール、５－エトキシナフト［２
，１］チアゾール、８－メトキシナフト［１，２］チアゾール、７－メトキシナフト［１
，２］チアゾール等）、チアナフテノ－７’，６’，４，５－チアゾール類（例えば、４
’－メトキシチアナフテノ－７’，６’，４，５－チアゾール等）、オキサゾール類（例
えば、４－メチルオキサゾール、５－メチルオキサゾール、４－フェニルオキサゾール、
４，５－ジフェニルオキサゾール、４－エチルオキサゾール、４，５－ジメチルオキサゾ
ール、５－フェニルオキサゾール等）、ベンゾオキサゾール類（ベンゾオキサゾール、５
－クロロベンゾオキサゾール、５－メチルベンゾオキサゾール、５－フェニルベンゾオキ
サゾール、６－メチルベンゾオキサゾール、５，６－ジメチルベンゾオキサゾール、４，
６－ジメチルベンゾオキサゾール、６－メトキシベンゾオキサゾール、５－メトキシベン
ゾオキサゾール、４－エトキシベンゾオキサゾール、５－クロロベンゾオキサゾール、６
－メトキシベンゾオキサゾール、５－ヒドロキシベンゾオキサゾール、６－ヒドロキシベ
ンゾオキサゾール等）、ナフトオキサゾール類（例えば、ナフト［１，２］オキサゾール
、ナフト［２，１］オキサゾール等）、セレナゾール類（例えば、４－メチルセレナゾー
ル、４－フェニルセレナゾール等）、ベンゾセレナゾール類（例えば、ベンゾセレナゾー
ル、５－クロロベンゾセレナゾール、５－メトキシベンゾセレナゾール、５－ヒドロキシ
ベンゾセレナゾール、テトラヒドロベンゾセレナゾール等）、ナフトセレナゾール類（例
えば、ナフト［１，２］セレナゾール、ナフト［２，１］セレナゾール等）、チアゾリン
類（例えば、チアゾリン、４－メチルチアゾリン等）、２－キノリン類（例えば、キノリ
ン、３－メチルキノリン、５－メチルキノリン、７－メチルキノリン、８－メチルキノリ
ン、６－クロロキノリン、８－クロロキノリン、６－メトキシキノリン、６－エトキシキ
ノリン、６－ヒドロキシキノリン、８－ヒドロキシキノリン等）、４－キノリン類（例え
ば、キノリン、６－メトキシキノリン、７－メチルキノリン、８－メチルキノリン等）、
１－イソキノリン類（例えば、イソキノリン、３，４－ジヒドロイソキノリン、等）、３
－イソキノリン類（例えば、イソキノリン等）、ベンズイミダゾール類（例えば、１，３
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－ジエチルベンズイミダゾール、１－エチル－３－フェニルベンズイミダゾール等）、３
，３－ジアルキルインドレニン類（例えば、３，３－ジメチルインドレニン、３，３，５
，－トリメチルインドレニン、３，３，７，－トリメチルインドレニン等）、２－ピリジ
ン類（例えば、ピリジン、５－メチルピリジン等）、４－ピリジン（例えば、ピリジン等
）等を挙げることができる。
【００３７】
　また、含硫黄複素環の例としては、例えば、特開平３－２９６７５９号公報記載の色素
類におけるジチオール部分構造をあげることができる。
　具体例としては、ベンゾジチオール類（例えば、ベンゾジチオール、５－ｔ－ブチルベ
ンゾジチオール、５－メチルベンゾジチオール等）、ナフトジチオール類（例えば、ナフ
ト［１，２］ジチオール、ナフト［２，１］ジチオール等）、ジチオール類（例えば、４
，５－ジメチルジチオール類、４－フェニルジチオール類、４－メトキシカルボニルジチ
オール類、４，５－ジメトキシカルボニルベンゾジチオール類、４，５－ジトリフルオロ
メチルジチオール、４，５－ジシアノジチオール、４－メトキシカルボニルメチルジチオ
ール、４－カルボキシメチルジチオール等を挙げることができる。
【００３８】
　以上、述べた複素環に関する説明に用いた記述は、便宜上、慣例上、複素環母骨格の名
称を用いたが、増感色素の塩基性骨格部分構造をなす場合は例えばベンゾチアゾール骨格
の場合は3-置換-2(3H)-benzothiazolylidene基のように、不飽和度を一つ下げたアルキリ
デン型の置換基形で導入される。
【００３９】
　３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素のうち、高感度の観点か
らより好ましい色素は下記一般式（６）で表される色素である。
【００４０】
【化８】

【００４１】
（一般式（６）中、Ａは置換基を有してもよい芳香族環またはヘテロ環を表し、Ｘは、＝
Ｏ、＝Ｓ、または、＝Ｎ－Ｒ5をあらわす。Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、それぞれ独立に、水素原
子または一価の非金属原子団を表し、ＡとＲ3およびＲ4とＲ5はそれぞれ互いに、脂肪族
性または芳香族性の環を形成するため結合してもよい。）
【００４２】
　一般式（６）について更に詳しく説明する。Ｒ3、Ｒ4及びＲ5は、それぞれ独立に、水
素原子または、一価の非金属原子団であり、好ましくは、置換もしくは非置換のアルキル
基、置換もしくは非置換のアルケニル基、置換もしくは非置換のアリール基、置換もしく
は非置換の芳香族複素環残基、置換もしくは非置換のアルコキシ基、置換もしくは非置換
のアルキルチオ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子を表す。
【００４３】
　Ｒ3、Ｒ4及びＲ5の好ましい例について具体的に述べる。好ましいアルキル基の例とし
ては、炭素原子数が１から２０までの直鎖状、分岐状、および環状のアルキル基を挙げる
ことができ、その具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチ
ル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデ
シル基、トリデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、イソプロピル
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基、イソブチル基、ｓ－ブチル基、ｔ－ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、１
－メチルブチル基、イソヘキシル基、２－エチルヘキシル基、２－メチルヘキシル基、シ
クロヘキシル基、シクロペンチル基、２－ノルボルニル基を挙げることができる。これら
の中では、炭素原子数１から１２までの直鎖状、炭素原子数３から１２までの分岐状、な
らびに炭素原子数５から１０までの環状のアルキル基がより好ましい。
【００４４】
　置換アルキル基の置換基としては、水素原子を除く一価の非金属原子団が用いられ、好
ましい例としては、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、ヒドロキシル基、ア
ルコキシ基、アリーロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキ
ルジチオ基、アリールジチオ基、アミノ基、Ｎ－アルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキル
アミノ基、Ｎ－アリールアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアリールアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－ア
リールアミノ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオ
キシ基、Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイルオキシ基
、Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバモイルオキシ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル
オキシ基、アルキルスルホキシ基、アリールスルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ
基、Ｎ－アルキルアシルアミノ基、Ｎ－アリールアシルアミノ基、ウレイド基、Ｎ′－ア
ルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキルウレイド基、
【００４５】
　Ｎ′－アリールウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリールウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ
′－アリールウレイド基、Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′－ア
ルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′，Ｎ
′－ジアルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキル－Ｎ－アリールウレ
イド基、Ｎ′－アリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アリール－Ｎ－アリールウレ
イド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリール－
Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ－アルキルウレイド基、
Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ－アリールウレイド基、アルコキシカルボニルアミ
ノ基、アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アルコキシカルボニルアミ
ノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－Ｎ－アルコ
キシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－Ｎ－アリーロキ
シカルボニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、
【００４６】
　アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキル
カルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル基、Ｎ
，Ｎ－ジアリールカルバモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル基、アルキ
ルスルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニ
ル基、スルホ基（－ＳＯ3Ｈ）およびその共役塩基基（以下、スルホナト基と称す）、ア
ルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホニル基、スルフィナモイル基、Ｎ－アルキル
スルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルフィナモイル基、Ｎ－アリールスルフィナ
モイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルフィナモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルフ
ィナモイル基、スルファモイル基、Ｎ－アルキルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキル
スルファモイル基、Ｎ－アリールスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルファモイル
基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルファモイル基、ホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ2）および
その共役塩基基（以下、ホスフォナト基と称す）、
【００４７】
　ジアルキルホスフォノ基（－ＰＯ3(alkyl)2）、ジアリールホスフォノ基（－ＰＯ3(ary
l)2）、アルキルアリールホスフォノ基（－ＰＯ3(alkyl)(aryl)）、モノアルキルホスフ
ォノ基（－ＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役塩基基（以後、アルキルホスフォナト基と称
す）、モノアリールホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ(aryl)）およびその共役塩基基（以後、ア
リールホスフォナト基と称す）、ホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ2）およびその共役塩
基基（以後、ホスフォナトオキシ基と称す）、ジアルキルホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ
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3(alkyl)2）、ジアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(aryl)2）、アルキルアリール
ホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(alkyl)(aryl)）、モノアルキルホスフォノオキシ基（－
ＯＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役塩基基（以後、アルキルホスフォナトオキシ基と称す
）、モノアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ(aryl)）およびその共役塩基基（以
後、アリールフォスホナトオキシ基と称す）、シアノ基、ニトロ基、アリール基、ヘテロ
アリール基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。
【００４８】
　これらの置換基における、アルキル基の具体例としては、前述のアルキル基が挙げられ
、アリール基の具体例としては、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、トリル基、キ
シリル基、メシチル基、クメニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、クロロメチ
ルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、フェ
ノキシフェニル基、アセトキシフェニル基、ベンゾイロキシフェニル基、メチルチオフェ
ニル基、フェニルチオフェニル基、メチルアミノフェニル基、ジメチルアミノフェニル基
、アセチルアミノフェニル基、カルボキシフェニル基、メトキシカルボニルフェニル基、
エトキシフェニルカルボニル基、フェノキシカルボニルフェニル基、Ｎ－フェニルカルバ
モイルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、スルホフェニル基、スルホナトフェ
ニル基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基等を挙げることができる。
【００４９】
　Ｒ3、Ｒ4及びＲ5として好ましいヘテロアリール基としては、窒素、酸素、硫黄原子の
少なくとも一つを含有する単環、もしくは多環芳香族環が用いられ、特に好ましいヘテロ
アリール基の例としては、例えば、チオフェン、チアスレン、フラン、ピラン、イソベン
ゾフラン、クロメン、キサンテン、フェノキサジン、ピロール、ピラゾール、イソチアゾ
ール、イソオキサゾール、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソイン
ドリジン、インドイール、インダゾール、プリン、キノリジン、イソキノリン、フタラジ
ン、ナフチリジン、キナゾリン、シノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、フ
ェナンスリン、アクリジン、ペリミジン、フェナンスロリン、フタラジン、フェナルザジ
ン、フェノキサジン、フラザン、フェノキサジンや等があげられ、これらは、さらにベン
ゾ縮環してもよく、また置換基を有していてもよい。
【００５０】
　また、Ｒ3、Ｒ4及びＲ5として好ましいアルケニル基の例としては、ビニル基、１－プ
ロペニル基、１－ブテニル基、シンナミル基、２－クロロ－１－エテニル基、等が挙げら
れ、アルキニル基の例としては、エチニル基、１－プロピニル基、１－ブチニル基、トリ
メチルシリルエチニル基等が挙げられる。アシル基（Ｇ1ＣＯ－）におけるＧ1としては、
水素原子、ならびに上記のアルキル基、アリール基を挙げることができる。これら置換基
の内、更により好ましいものとしてはハロゲン原子（－Ｆ、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、ア
ルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、Ｎ－アルキルアミノ基
、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、アシルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオキシ基、
Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、アシルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキ
シル基、アルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－ア
ルキルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル
基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル基、スルホ基、スルホナト基、スルファモ
イル基、Ｎ－アルキルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基、Ｎ－ア
リールスルファモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルファモイル基、ホスフォノ基
、ホスフォナト基、ジアルキルホスフォノ基、ジアリールホスフォノ基、モノアルキルホ
スフォノ基、アルキルホスフォナト基、モノアリールホスフォノ基、アリールホスフォナ
ト基、ホスフォノオキシ基、ホスフォナトオキシ基、アリール基、アルケニル基が挙げら
れる。
【００５１】
　一方、置換アルキル基におけるアルキレン基としては前述の炭素数１から２０までのア
ルキル基上の水素原子のいずれか１つを除し、２価の有機残基としたものを挙げることが
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でき、好ましくは炭素原子数１から１２までの直鎖状、炭素原子数３から１２までの分岐
状ならびに炭素原子数５から１０までの環状のアルキレン基を挙げることができる。
【００５２】
　該置換基とアルキレン基を組み合わせることにより得られるＲ3、Ｒ4及びＲ5として好
ましい置換アルキル基の、具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル基、２－クロ
ロエチル基、トリフルオロメチル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシエチル基、ア
リルオキシメチル基、フェノキシメチル基、メチルチオメチル基、トリルチオメチル基、
エチルアミノエチル基、ジエチルアミノプロピル基、モルホリノプロピル基、アセチルオ
キシメチル基、ベンゾイルオキシメチル基、Ｎ－シクロヘキシルカルバモイルオキシエチ
ル基、Ｎ－フェニルカルバモイルオキシエチル基、アセチルアミノエチル基、Ｎ－メチル
ベンゾイルアミノプロピル基、２－オキソエチル基、２－オキソプロピル基、カルボキシ
プロピル基、メトキシカルボニルエチル基、アリルオキシカルボニルブチル基、クロロフ
ェノキシカルボニルメチル基、カルバモイルメチル基、Ｎ－メチルカルバモイルエチル基
、Ｎ，Ｎ－ジプロピルカルバモイルメチル基、Ｎ－（メトキシフェニル）カルバモイルエ
チル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（スルホフェニル）カルバモイルメチル基、
【００５３】
　スルホブチル基、スルホナトブチル基、スルファモイルブチル基、Ｎ－エチルスルファ
モイルメチル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイルプロピル基、Ｎ－トリルスルファモ
イルプロピル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（ホスフォノフェニル）スルファモイルオクチル基、
ホスフォノブチル基、ホスフォナトヘキシル基、ジエチルホスフォノブチル基、ジフェニ
ルホスフォノプロピル基、メチルホスフォノブチル基、メチルホスフォナトブチル基、ト
リルホスフォノヘキシル基、トリルホスフォナトヘキシル基、ホスフォノオキシプロピル
基、ホスフォナトオキシブチル基、ベンジル基、フェネチル基、α－メチルベンジル基、
１－メチル－１－フェニルエチル基、ｐ－メチルベンジル基、シンナミル基、アリル基、
１－プロペニルメチル基、２－ブテニル基、２－メチルアリル基、２－メチルプロペニル
メチル基、２－プロピニル基、２－ブチニル基、３－ブチニル基、等を挙げることができ
る。
【００５４】
　Ｒ3、Ｒ4及びＲ5として好ましいアリール基の具体例としては、１個から３個のベンゼ
ン環が縮合環を形成したもの、ベンゼン環と５員不飽和環が縮合環を形成したものを挙げ
ることができ、具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリ
ル基、インデニル基、アセナフテニル基、フルオレニル基、を挙げることができ、これら
のなかでは、フェニル基、ナフチル基がより好ましい。
【００５５】
　Ｒ3、Ｒ4及びＲ5として好ましい置換アリール基の具体例としては、前述のアリール基
の環形成炭素原子上に置換基として、水素原子を除く一価の非金属原子団を有するものが
用いられる。好ましい置換基の例としては前述のアルキル基、置換アルキル基、ならびに
、先に置換アルキル基における置換基として示したものを挙げることができる。この様な
、置換アリール基の好ましい具体例としては、ビフェニル基、トリル基、キシリル基、メ
シチル基、クメニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基、ク
ロロメチルフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキ
シフェニル基、メトキシエトキシフェニル基、アリルオキシフェニル基、フェノキシフェ
ニル基、メチルチオフェニル基、トリルチオフェニル基、エチルアミノフェニル基、ジエ
チルアミノフェニル基、モルホリノフェニル基、アセチルオキシフェニル基、ベンゾイル
オキシフェニル基、Ｎ－シクロヘキシルカルバモイルオキシフェニル基、Ｎ－フェニルカ
ルバモイルオキシフェニル基、
【００５６】
　アセチルアミノフェニル基、Ｎ－メチルベンゾイルアミノフェニル基、カルボキシフェ
ニル基、メトキシカルボニルフェニル基、アリルオキシカルボニルフェニル基、クロロフ
ェノキシカルボニルフェニル基、カルバモイルフェニル基、Ｎ－メチルカルバモイルフェ
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モイルフェニル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（スルホフェニル）カルバモイルフェニル基、スル
ホフェニル基、スルホナトフェニル基、スルファモイルフェニル基、Ｎ－エチルスルファ
モイルフェニル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイルフェニル基、Ｎ－トリルスルファ
モイルフェニル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（ホスフォノフェニル）スルファモイルフェニル基
、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基、ジエチルホスフォノフェニル基、ジ
フェニルホスフォノフェニル基、メチルホスフォノフェニル基、メチルホスフォナトフェ
ニル基、トリルホスフォノフェニル基、トリルホスフォナトフェニル基、アリル基、１－
プロペニルメチル基、２－ブテニル基、２－メチルアリルフェニル基、２－メチルプロペ
ニルフェニル基、２－プロピニルフェニル基、２－ブチニルフェニル基、３－ブチニルフ
ェニル基、等を挙げることができる。
【００５７】
　次に、一般式（６）におけるＡについて説明する。Ａは置換基を有してもよい芳香族環
またはヘテロ環を表し、置換基を有してもよい芳香族環またはヘテロ環の具体例としては
、一般式（６）中のＲ3、Ｒ4及びＲ5で記載したものと同様のものが挙げられる。
【００５８】
　本発明の一般式（６）で表される増感色素は、上に示したような酸性核や、活性メチレ
ン基を有する酸性核と、置換、もしくは非置換の、芳香族環またはヘテロ環との縮合反応
によって得られるが、これらは特公昭５９－２８３２９号公報を参照して合成することが
できる。
【００５９】
　以下に一般式（６）で表される化合物の好ましい具体例（Ｄ１）から（Ｄ３８）を示す
。また、酸性核と塩基性核を結ぶ２重結合による異性体については、どちらかの異性体に
限定されるものではない。
【００６０】
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(18) JP 4411226 B2 2010.2.10

10

【化１２】

【００６４】



(19) JP 4411226 B2 2010.2.10

10

20

30

40

50

【化１３】

【００６５】
　なお、これら増感色素は、感光層の全成分の１．０～１０．０質量％が好ましく、１．
０～５．０質量％がより好ましい。
【００６６】
〔ヘキサアリールビスイミダゾール化合物（光重合開始剤）〕
　感光層中に添加する光重合開始剤として、ヘキサアリールビスイミダゾール化合物（Ｈ
ＡＢＩ、トリアリール－イミダゾールの二量体）を用いる。ＨＡＢＩ類の製造工程はＤＥ
 １４７０ １５４に記載されており、光重合可能な組成物中でのそれらの使用はＥＰ ２
４ ６２９、ＥＰ １０７ ７９２、ＵＳ ４ ４１０ ６２１、ＥＰ ２１５ ４５３およびＤ
Ｅ ３ ２１１ ３１２に記述されている。
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【００６７】
　ヘキサアリールビスイミダゾール化合物としては、例えば、２,４,５,２′,　４′,５
′－ヘキサフェニルビスイミダゾール、２,２′－ビス（２－クロロフェニル）－４,５,
４′,５′－テトラフェニルビスイミダゾール、２,２′－ビス（２－ブロモフェニル）－
４,５,４′,５′－テトラフェニルビスイミダゾール、２,２′－ビス（２,４－ジクロロ
フェニル）－４,５,４′,５′－テトラフェニルビスイミダゾール、２,２′－ビス（２－
クロロフェニル）－４,５,４′,５′－テトラキス（３－メトキシフェニル）ビスイミダ
ゾール、２,２′－ビス（２－クロロフェニル）－４,５,４′,５′－テトラキス（３,４,
５－トリメトキシフェニル）－ビスイミダゾール、２,５,２′,５′－テトラキス（２－
クロロフェニル）－４,４′－ビス（３,４－ジメトキシフェニル）ビスイミダゾール、２
,２′－ビス（２,６－ジクロロフェニル）－４,５,４′,５′－テトラフェニルビスイミ
ダゾール、２,２′－ビス（２－ニトロフェニル）－４,５,４′,５′－テトラフェニルビ
スイミダゾール、２,２′－ジ－ｏ－トリル－４,５,４′,５′－テトラフェニルビスイミ
ダゾール、２,２′－ビス（２－エトキシフェニル）－４,５,４′,５′－テトラフェニル
ビスイミダゾールおよび２,２′－ビス（２,６－ジフルオロフェニル）－４,５,４′,５
′－テトラフェニルビスイミダゾールなどを挙げることができる。
　ヘキサアリールビスイミダゾール化合物の添加量は、感光層を構成する全成分に関して
、一般的には０.０１～３０質量％、好ましくは０.５～２０質量％の範囲である。
【００６８】
〔エチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物〕
　本発明使用される感光層に含有されるエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化
合物は、エチレン性不飽和二重結合基を少なくとも１個、好ましくは２個以上有する化合
物の中から任意に選択することができる。
　例えばモノマー、プレポリマー、すなわち２量体、３量体およびオリゴマー、またはこ
れらの混合物ならびにこれらの共重合体等の化学的形態をもつものである。
　モノマーおよびその共重合体の例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、
メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等）と脂肪族多価
アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド
等が挙げられる。
【００６９】
　脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例とし
ては、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレング
リコールジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ
コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパント
リ（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、
ヘキサンジオールジアクリレート、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、テ
トラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタ
エリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタ
エリスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタ
エリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテト
ラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビトールヘキサアクリレート、
トリ（アクロイルオキシエチル）イソシアヌレート、ポリエステルアクリレートオリゴマ
ー等がある。
【００７０】
　メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、トリエ
チレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメ
チロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ
レングリコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサン
ジオールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリト
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ールトリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリス
リトールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ジペンタエ
リスリトールペンタメタクリレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビトールテ
トラメタクリレート、ビス〔ｐ－（３－メタクリルオキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）
フェニル〕ジメチルメタン、ビス－〔ｐ－（メタクリルオキシエトキシ）フェニル〕ジメ
チルメタン等がある。
【００７１】
　イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコ
ールジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネート、１，４－ブタンジオール
ジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイ
タコネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。
【００７２】
　クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレング
リコールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジ
クロトネート等がある。
　イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエ
リスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。
【００７３】
　マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコー
ルジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある
。
　更に、前述のエステルモノマーの混合物もあげることができる。
【００７４】
　また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例とし
ては、メチレンビス－アクリルアミド、メチレンビス－メタクリルアミド、１，６－ヘキ
サメチレンビス－アクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビス－メタクリルアミド、ジ
エチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレン
ビスメタクリルアミド等が挙げられる。
【００７５】
　また、特開昭５１－３７１９３号公報に記載されているようなウレタンアクリレート類
、特開昭４８－６４１８３号、特公昭４９－４３１９１号、特公昭５２－３０４９０号の
各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と（メタ）ア
クリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレートやメタクリレー
トを挙げることができる。更に日本接着協会誌Ｖｏｌ．２０、Ｎｏ．７、３００～３０８
頁（１９８４年）に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているものも、使
用することができる。
【００７６】
　具体的には、ＮＫオリゴ　Ｕ－４ＨＡ、Ｕ－４Ｈ、Ｕ－６ＨＡ、Ｕ－１０８Ａ、Ｕ－１
０８４Ａ、Ｕ－２００ＡＸ、Ｕ－１２２Ａ、Ｕ－３４０Ａ、Ｕ－３２４Ａ、ＵＡ－１００
（以上、新中村化学工業製）、ＵＡ－３０６Ｈ、ＡＩ－６００、ＵＡ－１０１Ｔ、ＵＡ－
１０１Ｉ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６Ｉ（以上、共栄社油脂製）、アートレジン　Ｕ
Ｎ－９２００Ａ、ＵＮ－３３２０ＨＡ、ＵＮ－３３２０ＨＢ、ＵＮ－３３２０ＨＣ、ＳＨ
－３８０Ｇ、ＳＨ－５００、ＳＨ－９８３２（以上、根上工業製）等を挙げることができ
る。
【００７７】
　なお、これらエチレン性不飽和二重結合を有する付加重合性化合物の添加量は、感光層
の全成分の５～９０質量％の範囲が好ましく、より好ましくは１０～８０質量％の範囲で
ある。
【００７８】
〔バインダーポリマー〕
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　本発明では、感光層中にバインダーポリマーを含有させる。
　バインダーポリマーとしては、感光層の皮膜形成剤としてだけでなく、アルカリ現像液
に溶解する必要があるため、アルカリ水に可溶性または膨潤性である有機高分子重合体が
使用される。 すなわち、アルカリ水に可溶性または膨潤性であるポリマーであることに
より、アルカリ現像によって、必要によりブラシなどの圧力を加えることで、除去される
ものである。
【００７９】
　本発明において好適なバインダーポリマーとしては、少なくとも下記式（Ｂ１）～（Ｂ
３）で示される３種の構造単位をすべて有することが好ましい。
【００８０】
【化１４】

【００８１】
　式（Ｂ１）～（Ｂ３）において、Ｒa1、Ｒa2及びＲa3は、各々独立に、水素原子又は炭
素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ１）において、Ｘは－ＣＯＯＨ、－ＣＯ－Ｗ1－Ｌ1－ＣＯＯＨ及び－ＳＯ3Ｈか
ら選ばれる官能基を示し、Ｗ1は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ1は２価の
有機基を示す。
　式（Ｂ２）において、Ｙは－ＣＯ－Ｏ－ＣＨ2－ＣＨ＝ＣＨ2基又は－ＣＯ－Ｗ2－Ｌ2－
Ｏ－ＣＯ－ＣＲ0＝ＣＨ2基を示す。Ｗ2は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｌ2

は２価の有機基を示し、Ｒ0は水素原子又は炭素数１～６のアルキル基を示す。
　式（Ｂ３）において、Ｗ3は、酸素原子、硫黄原子又は－ＮＨ－基を示し、Ｒ4aは、炭
素数１～１８のアルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基又は炭素数６
～２０の芳香環を有する基を示す。
【００８２】
　以下に、式（Ｂ１）～（Ｂ３）で表される構造単位の具体例を記述するが、これらに限
定されるものではない。
　式（Ｂ１）で表される繰り返し単位の具体例としては、以下に示す構造の化合物を挙げ
ることができる。
【００８３】
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【００８４】
　式（Ｂ２）で表される繰り返し単位の具体例としては、下記に示した構造を挙げること
ができる。
【００８５】
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【００８６】
　式（Ｂ３）で表される繰り返し単位の具体例としては、メチル（メタ）アクリレート、
エチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ノルマルブチル（メタ
）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレ
ート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート、アダマンチル（メタ）アクリレート、ベンジ
ル（メタ）アクリレート、フェネチル（メタ）アクリレート、などのアルキルもしくはア
リール（メタ）アクリレート類、下記式で示される（メタ）アクリレートが挙げられる。
　下記において、Ｒとして好ましい置換基は、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ｎ
－ブチル基、ｔ－ブチル基、シクロヘキシル基、フェネチル基、ベンジル基、ｎ－ヘキシ
ル基が挙げることができる。
【００８７】
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【化１７】

【００８８】
　光重合性感光層の現像性を維持するためには、使用されるバインダーポリマーは適当な
分子量、酸価を有することが好ましく、質量平均分子量で５０００～３０万、酸価０．５
～２００の高分子重合体が特に好ましい。ここで酸価とは、試料１ｇ中に含まれる遊離脂
肪酸を中和するのに必要な水酸化カリウムのｍｇ数をいう。酸価はより好ましくは５．０
～１８０、特に好ましくは１０～１５０である。
　また、式（Ｂ２）で表されるエチレン性不飽和二重結合を有する構造単位に対する、式
（Ｂ１）で表される構造単位及び式（Ｂ３）で表される構造単位の総量の比は、質量比で
、０．１～３．０の範囲とするのが好ましく、より好ましくは０．１～２．０であり、最
も好ましくは０．１～１．０である。
　上記の分子量、酸価、二重結合量を満足する組み合わせであれば、式（Ｂ１）、（Ｂ２
）、（Ｂ３）で表される構造単位の混合割合は、どのような組み合わせになっても良い。
これらを満足する範囲であれば、式（Ｂ１）～（Ｂ３）でで表される構造単位以外の構造
単位をさらに追加してもよい。
【００８９】
　これらのバインダーポリマーは、感光層中に任意な量で含有させることができるが、形
成される画像強度等の点で一般的には９０質量％以下であり、好ましくは１０～９０質量
％、より好ましくは３０～８０質量％である。
【００９０】
　本発明においては、上記のポリマー以外のアルカリ水に可溶性または膨潤性であるポリ
マーを用いることもできるし、上記のポリマーと他のポリマーを混合して使用することも
出来る。
　アルカリ水に可溶性または膨潤性であるポリマーである、他の有機高分子重合体として
は、種々のものが挙げられるが、水現像を望む場合には、例えば水可溶性有機高分子重合
体を用いる。この様な有機高分子重合体としては、側鎖にカルボン酸基を有する付加重合
体、例えば特開昭５９－４４６１５号、特公昭５４－３４３２７号、特公昭５８－１２５
７７号、特公昭５４－２５９５７号、特開昭５４－９２７２３号、特開昭５９－５３８３
６号、特開昭５９－７１０４８号の各公報に記載されているもの、即ちメタクリル酸共重
合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重
合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等や、側鎖にカルボン酸基を有する酸性セルロ
ース誘導体、水酸基を有する付加重合体に環状酸無水物を付加させたもの、ポリビニルピ
ロリドン、ポリエチレンオキサイド、並びに、硬化皮膜の強度を上げ得るアルコール可溶
性ポリアミドや２，２－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－プロパンとエピクロロヒド
リンのポリエーテル等が挙げられる。
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　更には、特公平７－１２００４０号、特公平７－１２００４１号、特公平７－１２００
４２号、特公平８－１２４２４号、特開昭６３－２８７９４４号、特開昭６３－２８７９
４７号、特開平１－２７１７４１号、特開平１１－３５２６９１号の各公報に記載のポリ
ウレタン樹脂も本発明の用途に使用できる。
【００９１】
　感光層の現像性を維持するためには、使用されるバインダーポリマーは適当な分子量、
酸価を有することが好ましく、質量平均分子量で５０００～３０万、酸価２０～２００の
高分子重合体が特に好ましい。
【００９２】
〔メルカプト化合物〕
　本発明においては、光重合開始剤系としてヘキサアリールビスイミダゾール化合物とと
もに、下記式（１）で表されるメルカプト化合物を用いる。
【００９３】
【化１８】

【００９４】
　式（１）中、Ｒ1は、水素原子、炭素数１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキ
ル基、炭素数５～２０の脂環構造を有するアルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環
を有する基を示し、Ｘは、酸素原子、硫黄原子、または、－Ｎ－Ｒ2を示し、Ｒ2は炭素数
１～１８の直鎖アルキル基もしくは分岐アルキル基、炭素数５～２０の脂環構造を有する
アルキル基、または、炭素数６～２０の芳香環を有する基を示す。
【００９５】
　式（１）で表される化合物の好適な例として、以下の化合物が挙げられる。
【００９６】
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【００９７】
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【化２０】

　
【００９８】
　式（１）で表されるメルカプト化合物は、特開平５－１２４９９１号公報に記載の方法
など公知の方法で合成することができる。また、市販のものを用いてもよい。
　式（１）で表されるメルカプト化合物の添加量は、感光層を構成する全成分に対して、
一般的には０．５～２０質量％、好ましくは１～１５質量％、更に好ましくは１～１０質
量％である。
【００９９】
　また、本発明で使用される感光層においては、以上の基本成分の他に、感光層を形成す
るための組成物（光重合性組成物）の製造中あるいは保存中においてエチレン性不飽和二
重結合を有する付加重合性化合物の不要な熱重合を阻止するために、少量の熱重合禁止剤
を添加することが望ましい。適当な熱重合禁止剤としては、ハイドロキノン、ｐ－メトキ
シフェノール、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ピロガロール、ｔ－ブチルカテコール
、ベンゾキノン、４，４′－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，
２′－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、Ｎ－ニトロソフェニル
ヒドロキシルアミン第一セリウム塩、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニ
ウム塩等が挙げられる。熱重合禁止剤の添加量は、前記組成物の全成分の約０．０１質量
％～約５質量％が好ましい。また必要に応じて、酸素による重合阻害を防止するために、
ベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程
で光重合性感光層の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、光重合性組
成物の全成分の約０．５質量％～約１０質量％が好ましい。
【０１００】
　更に感光層の着色を目的として、着色剤を添加してもよい。着色剤としては、例えば、
フタロシアニン系顔料（Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：３、１５：４、１５
：６等）、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チタン等の顔料、エチルバイオレット、
クリスタルバイオレット、アゾ染料、アントラキノン系染料、シアニン系染料がある。染
料および顔料の添加量は、光重合性組成物の全成分の約０．５質量％～約５質量％が好ま
しい。
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　加えて、硬化皮膜の物性を改良するために、無機充填剤やジオクチルフタレート、ジメ
チルフタレート、トリクレジルホスフェート等の可塑剤等の添加剤を加えてもよい。これ
らの添加剤は、光重合性組成物の全成分の１０質量％以下が好ましい。
　また、感光層を形成するための組成物には、塗布面質を向上するために界面活性剤を添
加することができる。好適な界面活性剤としては、たとえばフッ素系ノニオン界面活性剤
を挙げることができる。
【０１０１】
　本発明において、光重合性組成物は、後に詳述する所望により各種表面処理を施された
支持体上に、塗工されることになるが、光重合性組成物を支持体上に塗工する際には種々
の有機溶剤に溶かして使用に供される。ここで使用し得る溶媒としては、アセトン、メチ
ルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒドロフ
ラン、トルエン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチ
ルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエ
ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、アセチルアセトン、シクロヘキサノ
ン、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメーチルエーテルアセテート、エチ
レングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノイソプロピルエーテ
ル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、３－メトキシプロパノール、メ
トキシメトキシエタノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコ
ールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレ
ングリコールモノエチルエーテルアセテート、３－メトキシプロピルアセテート、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクトン、乳酸メチル、乳
酸エチル等がある。これらの溶媒は、単独あるいは混合して使用することができる。尚、
塗布溶液中の固形分濃度は、１～５０質量％が適当である。
　感光層の被覆量は、塗布乾燥後の質量で約０．１ｇ／ｍ2～約１０ｇ／ｍ2の範囲が適当
であり、より好ましくは０．３～５ｇ／ｍ2であり、更に好ましくは０．５～３ｇ／ｍ2で
ある。
【０１０２】
〔保護層〕
　また、通常、前記感光層の上には、酸素の重合禁止作用を防止するために、酸素遮断性
の保護層（オーバーコート層）が設けられる。
　また、本発明においてこの保護層の塗布質量は０．７～３．０ｇ／ｍ2の範囲が好まし
い。０．７ｇ／ｍ2未満では感度が低下することがあり、３．０ｇ／ｍ2を超えると処理プ
ロセスの負担が増大することがある。
　保護層は主として、酸素遮断性の水溶性樹脂から形成される。酸素遮断性の水溶性ビニ
ル重合体として、ポリビニルアルコール、およびその部分エステル、エーテル、およびア
セタール、またはそれらに必要な水溶性を有せしめるような実質的量の未置換ビニルアル
コール単位を含有するその共重合体が挙げられる。ポリビニルアルコールとしては、７１
～１００％加水分解され、重合度が３００～２４００の範囲のものが挙げられる。具体的
には株式会社クラレ製PVA-105, PVA-110, PVA-117, PVA-117H, PVA-120, PVA-124, PVA-1
24H, PVA-CS, PVA-CST, PVA-HC, PVA-203,PVA-204, PVA-205, PVA-210, PVA-217, PVA-22
0, PVA-224, PVA-217EE, PVA-217E, PVA-220E, PVA-224E, PVA-405, PVA-420, PVA-613, 
L-8等が挙げられる。上記の共重合体としては、88～100%加水分解されたポリビニルアセ
テートクロロアセテートまたはプロピオネート、ポリビニルホルマールおよびポリビニル
アセタールおよびそれらの共重合体が挙げられる。その他有用な重合体としてはポリビニ
ルピロリドン、ゼラチンおよびアラビアゴム等が挙げられ、これらは単独または併用して
用いてもよい。
【０１０３】
　保護層を塗布する際に用いる溶媒としては、純水が好ましいが、メタノール、エタノー
ルなどのアルコール類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類を純水と混合して
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もよい。そして塗布溶液中の固形分の濃度は１～２０質量％が適当である。保護層には、
さらに塗布性を向上させるための界面活性剤、皮膜の物性を改良するための水溶性の可塑
剤等の公知の添加剤を加えてもよい。水溶性の可塑剤としては、たとえばプロピオンアミ
ド、シクロヘキサンジオール、グリセリン、ソルビトール等がある。また、水溶性の(メ
タ)アクリル系ポリマーなどを添加してもよい。
　保護層の被覆量は、乾燥後の質量で、好ましくは約０.１ｇ/ｍ2～約１５ｇ/ｍ2、より
好ましくは１.０ｇ/ｍ2～約５.０ｇ/ｍ2である。
【０１０４】
〔親水性支持体〕
　本発明で使用され得る支持体は、表面が親水性であれば如何なるものでも使用され得る
が、寸度的に安定な板状物が好ましく、例えば、紙、プラスチック（例えばポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、また、例えばアルミニウム
（アルミニウム合金も含む。）、亜鉛、銅等のような金属またはその合金（例えばケイ素
、銅、マンガン、マグネシウム、クロム、亜鉛、鉛、ビスマス、ニッケルとの合金）の板
、更に、例えば二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セ
ルロース、酪酸酢酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等の
ようなプラスチックのフィルム、上記の如き金属または合金がラミネートもしくは蒸着さ
れた紙もしくはプラスチックフィルム等が挙げられる。これらの支持体のうち、アルミニ
ウム板は寸度的に著しく安定であり、しかも安価であるので特に好ましい。更に、特公昭
４８－１８３２７号公報に記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上
にアルミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。通常その厚さは０．０５ｍ
ｍ～１ｍｍ程度である。
【０１０５】
　また金属、特にアルミニウムの表面を有する支持体の場合には、後述する砂目立て処理
、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理、あるいは
隔極酸化処理等の表面処理がなされていることが好ましい。
【０１０６】
［砂目立て処理］
　砂目立て処理方法は、特開昭５６－２８８９３号公報に開示されているような機械的砂
目立て、化学的エッチング、電解グレイン等がある。更に塩酸または硝酸電解液中で電気
化学的に砂目立てする電気化学的砂目立て方法、およびアルミニウム表面を金属ワイヤー
でひっかくワイヤーブラシグレイン法、研磨球と研磨剤でアルミニウム表面を砂目立てす
るボールグレイン法、ナイロンブラシと研磨剤で表面を砂目立てするブラシグレイン法の
ような機械的砂目立て法を用いることができ、上記砂目立て方法を単独あるいは組み合わ
せて用いることもできる。
　その中でも本発明において有用に使用される表面粗さを作る方法は、塩酸または硝酸電
解液中で化学的に砂目たてする電気化学的方法であり、適する電流密度は１００Ｃ／ｄｍ
2～４００Ｃ／ｄｍ2の範囲である。さらに具体的には、０．１～５０％の塩酸または硝酸
を含む電解液中、温度２０～１００℃、時間１秒～３０分、電流密度１００Ｃ／ｄｍ2～
４００Ｃ／ｄｍ2の条件で電解を行うことが好ましい。
【０１０７】
　このように砂目立て処理されたアルミニウム支持体は、酸またはアルカリにより化学的
にエッチングされる。酸をエッチング剤として用いる場合は、微細構造を破壊するのに時
間がかかり、工業的に本発明を適用するに際しては不利であるが、アルカリをエッチング
剤として用いることにより改善できる。
　本発明において好適に用いられるアルカリ剤は、苛性ソーダ、炭酸ソーダ、アルミン酸
ソーダ、メタケイ酸ソーダ、リン酸ソーダ、水酸化カリウム、水酸化リチウム等が挙げら
れ、濃度と温度の好ましい範囲はそれぞれ１～５０％、２０～１００℃であり、アルミニ
ウムの溶解量が５～２０ｇ／ｍ3となるような条件が好ましい。
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　エッチングの後、表面に残留する汚れ（スマット）を除去するために酸洗いが行われる
。用いられる酸としては、硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、フッ酸、ホウフッ化水素酸等
が挙げられる。特に電気化学的粗面化処理後のスマット除去処理方法としては、好ましく
は特開昭５３－１２７３９号公報に記載されているような５０～９０℃の温度の１５～６
５質量％の硫酸と接触させる方法、および、特公昭４８－２８１２３号公報に記載されて
いるアルカリエッチングする方法が挙げられる。
　尚、本発明において好ましいアルミニウム支持体の表面粗さ（Ｒａ）は、０．３～０．
７μｍである。
【０１０８】
［陽極酸化処理］
　以上のようにして処理されたアルミニウム支持体は、さらに陽極酸化処理が施される。
　陽極酸化処理は、当該技術分野において従来より行われている方法で行うことができる
。
　具体的には、硫酸、リン酸、クロム酸、シュウ酸、スルファミン酸、ベンゼンスルフォ
ン酸等あるいはこれらの二種以上を組み合わせて、水溶液または非水溶液中でアルミニウ
ムに直流または交流を流すと、アルミニウム支持体表面に陽極酸化皮膜を形成することが
できる。
　陽極酸化処理の条件は、使用される電解液によって種々変化するので一概に決定され得
ないが、一般的には電解液の濃度が１～８０％、液温５～７０℃、電流密度０．５～６０
アンペア／ｄｍ2、電圧１～１００Ｖ、電解時間１０～１００秒の範囲が適当である。
　これらの陽極酸化処理のうちでも特に英国特許第１，４１２，７６８号明細書に記載さ
れている、硫酸中で高電流密度で陽極酸化する方法、および、米国特許第３，５１１，６
６１号明細書に記載されているリン酸を電解浴として陽極酸化する方法が好ましい。
　本発明においては、陽極酸化皮膜は１～１０ｇ／ｍ2であることが好ましく、１ｇ／ｍ2

未満であると版に傷が入りやすく、１０ｇ／ｍ2を超えると製造に多大な電力が必要とな
り、経済的に不利である。好ましくは、１．５～７ｇ／ｍ2であり、更に好ましくは、２
～５ｇ／ｍ2である。
【０１０９】
　更に、本発明においては、支持体は、砂目立て処理および陽極酸化後に、封孔処理を施
されてもよい。かかる封孔処理は、熱水および無機塩または有機塩を含む熱水溶液への基
板の浸漬並びに水蒸気浴などによって行われる。また本発明で使用される支持体には、ア
ルカリ金属珪酸塩によるシリケート処理以外の処理、たとえば弗化ジルコニウム酸カリウ
ム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理などの表面処理が施されてもよい。
【０１１０】
　本発明においては、支持体（アルミニウムの場合には、上記の如く適宜表面処理を施さ
れたアルミニウムが好ましい）上に、例えば光重合性組成物からなる光重合性感光層を塗
工し、次いで保護層を塗工することで、光重合型感光性平版印刷版が形成されるが、光重
合性感光層を塗工する前に必要に応じて有機または無機の下塗り層を設けてもよいし、特
開平７－１５９９８３号公報に開示されているようなラジカルによって付加反応を起こし
得る官能基を共有結合させたゾル－ゲル処理を施してもよい。
【０１１１】
　有機下塗層を形成する物質としては、水溶性の樹脂、例えばポリビニルホスホン酸、ス
ルホン酸基を側鎖に有する重合体および共重合体、ポリアクリル酸、水溶性金属塩（例え
ば硼酸亜鉛）もしくは、黄色染料、アミン塩等が挙げられる。
　更に具体的には、有機下塗層に用いられる有機化合物としては例えば、カルボキシメチ
ルセルロース、デキストリン、アラビアガム、２－アミノエチルホスホン酸等のアミノ基
を有するホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸
、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレンジホ
スホン酸等の有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、
アルキルリン酸およびグリセロリン酸等の有機リン酸、置換基を有してもよいフェニルホ
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スフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸
等の有機ホスフィン酸、グリシンやβ－アラニン等のアミノ酸類、およびトリエタノール
アミンの塩酸塩等のヒドロキシル基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、二種以上
混合して用いてもよい。
【０１１２】
　この有機下塗層は次のような方法で設けることが出来る。即ち、水またはメタノール、
エタノール、メチルエチルケトン等の有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化
合物を溶解させた溶液を支持体上に塗布、乾燥して設ける方法と、水またはメタノール、
エタノール、メチルエチルケトン等の有機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化
合物を溶解させた溶液に、支持体を浸漬して上記有機化合物を吸着させ、しかる後、水等
によって洗浄、乾燥して有機下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の有機化
合物の０．００５～１０質量％の濃度の溶液を種々の方法で塗布できる。例えば、バーコ
ーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布等いずれの方法を用いてもよい。ま
た、後者の方法では、溶液の濃度は０．０１～２０質量％、好ましくは０．０５～５質量
％であり、浸漬温度は２０～９０℃、好ましくは２５～５０℃であり、浸漬時間は０．１
秒～２０分、好ましくは２秒～１分である。
　これに用いる溶液は、アンモニア、トリエチルアミン、水酸化カリウム等の塩基性物質
や、塩酸、リン酸等の酸性物質によりｐＨを調節し、ｐＨ１～１２の範囲で使用すること
もできる。また、光重合型感光性平版印刷版の調子再現性改良のために、黄色染料を添加
することもできる。
　有機下塗層の乾燥後の被覆量は、耐刷性の点から２～２００ｍｇ／ｍ2が好ましく、５
～１００ｍｇ／ｍ2がより好ましい。
【０１１３】
　また、無機下塗り層に用いられる物質としては、酢酸コバルト、酢酸ニッケル、フッ化
チタン酸カリウム等の無機塩等が挙げられ、この無機下塗り層の設け方は、上記した有機
下塗り層と同様である。
【０１１４】
［製版プロセス］
　次に本発明の感光性平版印刷版の製版方法について詳細に説明する。上述した感光性平
版印刷版の露光方法は、光源としてＡｌＧａＩｎＮ半導体レーザー（市販ＩｎＧａＮ系半
導体レーザー５～３０ｍＷ）が波長特性、コストの面で好適である。
【０１１５】
　また、露光機構は内面ドラム方式、外面ドラム方式、フラットベッド方式等のいずれで
もよい。また本発明の感光性平版印刷版の感光層成分は高い水溶性のものを使用すること
で、中性の水や弱アルカリ水に可溶とすることもできるが、このような構成の感光性平版
印刷版は印刷機上に装填後、機上で露光－現像といった方式を行うこともできる。画像露
光した後、必要に応じ、露光から現像までの間に、全面を加熱してもよい。このような加
熱により、感光層中の画像形成反応が促進され、感度や耐刷性の向上や、感度の安定化と
いった利点が生じ得る。さらに、画像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の画像に
対し、全面後加熱もしくは、全面露光を行うことも有効である。通常現像前の加熱は１５
０℃以下の穏和な条件で行うことが好ましい。温度が高すぎると、非画像部までがかぶっ
てしまう等の問題を生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を利用する。通常は２００
～５００℃の範囲である。温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合に
は支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題を生じる。
【０１１６】
(現像液)
　上記の平版印刷版の製版方法に使用される現像液は、特に限定されないが、例えば、無
機アルカリ塩とノニオン系界面活性剤とを含有し、ｐＨが１１.０～１２.５であるものが
好適に使用される。
　無機アルカリ塩としては適宜使用可能であるが、例えば、水酸化ナトリウム、同カリウ
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ム、同アンモニウム、同リチウム、珪酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、同リ
チウム、第３リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリ
ウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、硼酸ナトリ
ウム、同カリウム、および同アンモニウム等の無機アルカリ剤が挙げられる。これらは単
独でも、二種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０１１７】
　珪酸塩を使用する場合には、珪酸塩の成分である酸化珪素ＳｉＯ2とアルカリ酸化物Ｍ2

Ｏ（Ｍはアルカリ金属またはアンモニウム基を表す。）との混合比率および濃度の調製に
より、現像性を容易に調節することが出来る。前記アルカリ水溶液の中でも前記酸化珪素
ＳｉＯ2とアルカリ酸化物Ｍ2Ｏとの混合比率（ＳｉＯ2／Ｍ2Ｏ:モル比）が０.５～３.０
のものが好ましく、１.０～２.０のものが好ましい。アルカリ水溶液の質量に対して１～
１０質量％が好ましく、３～８質量％がより好ましく、４～７質量％が最も好ましい。す
なわち、現像性、処理能力の点で１質量％以上が好ましく、沈殿や結晶の生成の抑制、廃
液時の中和の際にゲル化防止、廃液処理の点で１０質量％以下が好ましい。
【０１１８】
　また、アルカリ濃度の微少な調整、感光層の溶解性の補助の目的で、補足的に有機アル
カリ剤を併用してもよい。有機アルカリ剤としては、モノメチルアミン、ジメチルアミン
、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソ
プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、n－ブチルアミン、
モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノ
ールアミン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジン
、テトラメチルアンモニ
ウムヒドロキシド等を挙げることができる。これらのアルカリ剤は、単独もしくは２種以
上を組み合わせて用いられる。
【０１１９】
　界面活性剤としては適宜使用可能であるが、例えば、ポリオキシアルキレンエーテル基
を有するノニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンステアレート等のポリオキシエチレン
アルキルエステル類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノステアレート、ソルビ
タンジステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエート、ソルビ
タントリオレエート等のソルビタンアルキルエステル類、グリセロールモノステアレート
、グリセロールモノオレート等のモノグリセリドアルキルエステル類等のノニオン界面活
性剤；ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム等のアルキルベンゼンスルホン酸塩類、ブ
チルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ペンチルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ヘキ
シルナフタレンスルホン酸ナトリウム、オクチルナフタレンスルホン酸ナトリウム等のア
ルキルナフタレンスルホン酸塩類、ラウリル硫酸ナトリウム等のアルキル硫酸塩類、ドデ
シルスルホン酸ソーダ等のアルキルスルホン酸塩類、ジラウリルスルホコハク酸ナトリウ
ム等のスルホコハク酸エステル塩類等のアニオン界面活性剤；ラウリルベタイン、ステア
リルベタイン等のアルキルベタイン類、アミノ酸類等の両性界面活性剤等を挙げることが
できるが、特に好ましいのはポリオキシアルキレンエーテル基を有するノニオン界面活性
剤である。
【０１２０】
　ポリオキシアルキレンエーテル基を有する界面活性剤としては、下記一般式（Ｉ）の構
造を有する物が好適に使用される。
【０１２１】
　Ｒ40－Ｏ－（Ｒ41－Ｏ）pＨ　　　　（Ｉ）
【０１２２】
　式中、Ｒ40は、置換基を有しても良い炭素数３～１５のアルキル基、置換基を有しても
良い炭素数６～１５の芳香族炭化水素基、又は置換基を有しても良い炭素数４～１５の複
素芳香族環基（尚、置換基としては炭素数１～２０のアルキレン基、Ｂｒ、Ｃｌ、Ｉ等の
ハロゲン原子、炭素数６～１５の芳香族炭化水素基、炭素数７～１７のアラルキル基、炭
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素数１～２０のアルコキシ基、炭素数２～２０のアルコキシ－カルボニル基、炭素数２～
１５のアシル基が挙げられる。）を示し、Ｒ41は、置換基を有しても良い炭素数１～１０
０のアルキレン基（尚、置換基としては、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５
の芳香族炭化水素基が挙げられる。）を示し、ｐは１～１００の整数を表す。
【０１２３】
　上記式（Ｉ）の定義において、「芳香族炭化水素基」の具体例としては、フェニル基、
トリル基、ナフチル基、アンスリル基、ビフェニル基、フェナンスリル基等が挙げられ、
また「複素芳香族環基」の具体例としては、フリル基、チオニル基、オキサゾリル基、イ
ミダゾリル基、ピラニル基、ピリジニル基、アクリジニル基、ベンゾフラニル基、ベンゾ
チオニル基、ベンゾピラニル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾイミダゾリル基等が挙げ
られる。
【０１２４】
　また式（Ｉ）の－(Ｒ41－Ｏ)p の部分は、上記範囲であれば、２種または３種の基であ
ってもよい。具体的にはエチレンオキシ基とプロピレンオキシ基、エチレンオキシ基とイ
ソプロピルオキシ基、エチレンオキシ基とブチレンオキシ基、エチレンオキシ基とイソブ
チレン基等の組み合わせのランダムまたはブロック状に連なったもの等が挙げられる。本
発明において、ポリオキシアルキレンエーテル基を有する界面活性剤は単独または複合系
で使用され、現像液中、好ましくは１～３０質量％、より好ましくは２～２０質量％添加
する。現像性の点から１質量％以上が好ましく、現像のダメージによる印刷版の耐刷性低
下を防止する点で３０質量％以下が好ましい。
【０１２５】
　また上記式（Ｉ）で表されるポリオキシアルキレンエーテル基を有するノニオン界面活
性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンセチ
ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエ
ーテル類、ポリオキシエチレンフェニルエーテル、ポリオキシエチレンナフチルエーテル
等のポリオキシエチレンアリールエーテル類、ポリオキシエチレンメチルフェニルエーテ
ル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニル
エーテル等のポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル類が挙げられる。
　これら界面活性剤は単独、もしくは組み合わせて使用することができる。また、これら
界面活性剤の現像液中における含有量は有効成分換算で０.１～２０質量％の範囲が好適
に使用される。
【０１２６】
　本発明の製版方法で使用される現像液のｐＨは、好ましくは１１．０～１２．７、より
好ましくは１１．５～１２．５である。ｐＨを１１．０～１２．７とすることにより、画
像形成が良好となり、過現像が防止され、現像時の露光部へのダメージを低減させること
ができる。
【０１２７】
　本発明で使用される現像液の導電率は、３～３０ｍＳ／ｃｍであることが好ましい。導
電率を３～３０ｍＳ／ｃｍとすることにより、アルミニウム板支持体表面の感光層の溶出
速度を適正に調整することができ、未露光部に残膜が生じて汚れが発生することを防止す
ることができる。特に好ましい導電率は、５～２０ｍＳ／ｃｍの範囲である。
【０１２８】
　本発明における感光性平版印刷版の現像は、常法に従って、０～６０℃、好ましくは１
５～４０℃程度の温度で、例えば、露光処理した感光性平版印刷版を現像液に浸漬してブ
ラシで擦る等により行う。
　さらに自動現像機を用いて現像処理を行う場合、処理量に応じて現像液が疲労してくる
ので、補充液または新鮮な現像液を用いて処理能力を回復させてもよい。
　このようにして現像処理された感光性平版印刷版は特開昭54-8002号、同55-115045号、
同59-58431号等の各公報に記載されているように、水洗水、界面活性剤等を含有するリン
ス液、アラビアガムやデンプン誘導体等を含む不感脂化液で後処理される。本発明におい
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て感光性平版印刷版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いることができる。
　上記のような処理により得られた印刷版は特開2000-89478号公報に記載の方法による後
露光処理やバーニングなどの加熱処理により、耐刷性を向上させることができる。
　このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機に掛けられ、多数枚の
印刷に用いられる。
【実施例】
【０１２９】
　以下、実施例により、本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
［支持体例　１］
（支持体１：陽極酸化アルミニウム支持体）
　厚さ０．３０ｍｍの材質１Ｓのアルミニウム板を８号ナイロンブラシと８００メッシュ
のパミストンの水懸濁液を用い、その表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。１０％
水酸化ナトリウムに７０℃で６０秒間浸漬してエッチングした後、流水で、水洗後、２０
％ＨＮＯ3で中和洗浄、水洗した。これをＶＡ＝１２．７Ｖの条件下で正弦波の交番波形
電流を用いて１％硝酸水溶液中で３００クーロン／ｄｍ2の陽極時電気量で電解粗面化処
理を行った。その表面粗さを測定したところ０．４５μｍ（Ｒａ表示）であった。ひきつ
づいて３０％のＨ2ＳＯ4水溶液中に浸漬し、５５℃で２分間デスマットした後、３３℃、
２０％Ｈ2ＳＯ4水溶液中で、砂目立てした面に陰極を配置して、電流密度５Ａ／ｄｍ2に
おいて５０秒間陽極酸化したところ、厚さが２．６ｇ／ｍ2であった。これを支持体１と
した。
【０１３０】
（支持体２）
　上記支持体（１）に下記のポリマー（Ｐ１）の溶液を、バーコーターを用いて乾燥塗布
量２ｍｇ／ｍ2となるよう、塗布し、８０℃で２０秒間乾燥した。
【０１３１】
〔下塗り液〕
　　ポリマー（Ｐ１）                            ０．３ｇ
　　純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ６０．０ｇ
　　メタノール　　　　　　　　　　　　　　　 ９３９．７ｇ
【０１３２】
　　ポリマー（Ｐ１）の構造式
【０１３３】
【化２１】

【０１３４】
〔光重合性組成物Ｐ－１～Ｐ－５〕
　バインダーポリマー及びメルカプト化合物については、表１に示したもの用いて、下記
組成の光重合性組成物１～５を調製した。
【０１３５】
　エチレン性不飽和結合含有化合物（Ａ１）　　　　　　　　０．４６質量部
　バインダーポリマー（表１に記載）                　　　０．５１質量部
　増感色素（先に例示のＤ３９）　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
　ビスイミダゾール（黒金化成製）　　　　　　　　　　　　０．１２質量部
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　ε－フタロシアニン（Ｆ１）分散物　　　　　　　　　　　０．４７質量部
　メルカプト化合物（表１に記載）　　　　　　　　　　　　０．０９質量部
　フッ素系ノニオン界面活性剤メガファックＦ－７８０Ｆ
　　　（大日本インキ化学工業（株）製）　　　　　　　　　０．００９質量部
　クロペン（和光純薬工業社製）　　　　　　　　　　　　　０．００３質量部
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４　質量部
　プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　７．４　質量部
【０１３６】
　なお、エチレン性不飽和結合含有化合物（Ａ１）及びε－フタロシアニン（Ｆ１）は、
下記の化合物である。
【０１３７】
【化２２】

【０１３８】
　各光重合性組成物について、バーコーターを用いて、上記支持体（２）の上に塗布、１
００℃で１分間乾燥し、感光層を形成した。乾燥後の感光層の質量は１．１ｇ／ｍ2であ
った。
【０１３９】
　この感光層上に、
　クラレ社製ＰＶＡ２０５（ポリビニルアルコール　ケン化度８８モル％、重合度５００
）                                                        ５．０質量部、
　ＥＭＡＬＥＸ７１０（日本乳化剤（株）製ノニオン界面活性剤）　０．０９質量部、
　純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４．９１質量部
からなる保護層用水溶液を乾燥塗布質量が２．４ｇ／ｍ2となるようにバーコーターで塗
布し、１２０℃で１分間乾燥させ、感光性平版印刷版１～１０を得た。
【０１４０】
（平網ムラの評価）
　上述の感光性平版印刷版をFUJIFILM Electronic Imaging Ltd 製Ｖｉｏｌｅｔ半導体レ
ーザセッターＶｘ９６００（ＩｎＧａＮ系半導体レーザ４０５ｎｍ±１０ｎｍ発光／出力
３０ｍＷ）に装填し、９０μＪ／ｃｍ2の露光量で、解像度２４３８ｄｐｉで、富士写真
フイルム製ＦＭスクリーン、ＴＡＦＦＥＴＡ　２０で３５％の平網を描画した。露光後の
版は自動的に、接続されている自動現像機ＬＰ１２５０ＰＬＸに送られ、１００℃－１０
秒間加熱後、ＰＶＡ保護層を水洗除去し、引き続いて２８℃－２０秒間、現像処理される
。現像液は富士写真フィルム（株）製現像液ＤＶ－２を水で５倍に希釈したものを仕込ん
だ。現像後の版はリンス浴で水洗後、ガム引き浴へ送られ、富士写真フィルム（株）製ガ
ム液ＦＰ－２Ｗを水で２倍に希釈したものを用いた。ガム引き後の版は、熱風乾燥後排出
され、ＦＭスクリーンの３５％平網を描画した平版印刷版を得た。得られた、平版印刷版
の平網の面積率をＣＣ－ｄｏｔを使用し計測し、最大と最小の面積差（δｄｏｔ）を計測
した。その結果を表１に示す。
【０１４１】
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〔比較例１〕
　実施例１のエチレン性不飽和結合含有化合物（Ａ１）を２．０質量部に、バインダーポ
リマーとしてＢ－４を１．０質量部、メルカプト化合物としてＣ－１を使用した以外は、
実施例１におけるのと同様に光重合性組成物Ｐ－６を作成し、これを感光性層として設け
た感光性平版印刷版を用い、実施例１と同様に、δｄｏｔを測定した。その結果を表１に
示す。
【０１４２】
【表１】

【０１４３】

【化２３】

            
【０１４４】
　表１の結果より、本発明の感光性平版印刷版は、ＦＭスクリーン使用下でのレーザー露
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